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Tecnología de Materiales

Métodos de obtención de capas 
delgadas

En este segundo ejercicio presentaré algunos resultados relativos a lo que 
constituye uno de los ejes del trabajo investigador que realizo y dirijo. Esto es: el 
crecimiento cristalino de materiales II-VI y sus aleaciones mediante técnicas
Que planteo como alternativas a las convencionales en su aplicaciona al 
crecimiento de estos materiales. 

Asi como la caracterización que nos permite profundizar en las posibilidades de 
nuestros materiales ais como en la mejor prompresion de las propiedades fisicas 
de los mismos.
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Calentamiento:
filamento

bombardeo de e-
inducción

Evaporacion en vacio Pulverización catódica
Sputtering

Haces de iones Haces moleculares
MBE

Liquid phase epitaxy
LPE

MÉTODOS FÍSICOS

CVD
MOCVD

Otros

MÉTODOS QUÍMICOS

Preparacion de peliculas delgadas
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Evaporación en vacío

Vacío≈ 10 Torr

Presión de vapor

Velocidad ≈ 100 Å/s
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Deposición en vacío
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Evaporación en vacio
filamento incandescente

Filamento de:
Wolframio,
Tántalo,
Tungsteno

Problema:
Posible contaminación
por el filamento
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Evaporación por 
bombardeo de electrones
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Evaporación por 
bombardeo de electrones
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Calentamiento por inducción
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Calentamiento por inducción
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Pulverización catódica
(Sputtering)

Presión 10 mTorr
Gas inerte (Argón)
Bombardeo por iones
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Pulverización catódica 
tipo magnetrón

Confinamiento de la descarga:
Aumento de la corriente
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Equipo para la pulverización 
catódica (Sputtering)
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Equipo de Sputtering
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Haces de Iones
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Deposición por haces moleculares
MBE
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Deposición por haces moleculares
MBE
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Deposición por haces moleculares
MBE
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Deposición por haces moleculares
MBE
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Liquid phase epitaxy
LPE
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LPE apparatus
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Liquid phase epitaxy
LPE
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Liquid Phase Epitaxy
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Chemical vapour deposition
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Chemical Vapour Deposition
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Metal-Organic
Chemical Vapour Deposition
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Metal-Organic
Chemical Vapour Deposition

Reactor
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Mixer
Gas-gates

Metal-Organic
Chemical Vapour Deposition
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Control
Y

Sistema

Metal-Organic
Chemical Vapour Deposition
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Metal-Organic
Chemical Vapour Deposition

Control
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Metal-Organic
Chemical Vapour Deposition

Spectrometer


